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１．概要（Summary） 

入射波長よりも微細な構造で構成される人工光学物質

の光メタマテリアルの実用化に向けて、数十～数百 nm
の寸法を持つ構造の配列を精密に形成するだけでなく、

比較的大面積に形成する微細加工技術が不可欠である。

本課題では、光メタマテリアルの大面積製作を目的に、高

速大面積電子線描画装置を用いた光メタマテリアル構造

の試作を行う。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

高速大面積電子線描画装置 
汎用平行平板 RIE 装置 
汎用高品位 ICP エッチング装置 

 
【実験方法】 

1. (洗浄) 
  石英基板を洗浄。 
2. (蒸着)   
  蒸着装置でAu + Cr、Alを膜厚計を見ながら成膜。

なお、Cr は Au と基板との密着性を強めるために使

用。 
3. (描画) 
高速大面積電子線描画装置を用いて、メタマテリア

ルのパターンを描画。電子線レジストにはポジレジス

トの ZEP 520A-7 を使用。 
4. (エッチング) 
  電子線レジストをマスクにして、汎用高品位 ICPエッ

チング装置を用いてAu + Cr、Alをエッチング。その

後、酸素アッシングでレジストを剥離。 
 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
石英基板上に、メタマテリアルを形成した。メタマテリア

ルの光学特性の描画領域依存性を評価するために３種

類の描画領域を用意した。また、製作誤差評価及び最適

寸法の条件出しを目的とし、各描画領域に対してメタマテ

リアルの単位構造の寸法を設計値より 0, +10, +20, +30 
nm ずらした 4 種類を製作した。Fig. 1(a)に製作したメタ

マテリアルの顕微鏡写真を示す。Fig. 1(b)に示す設計パ

ターンと比較して同様の領域にメタマテリアルが形成でき

た。今後、単位構造の評価や光学特性評価を行う。 
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Fig. 1: EB patterns (a) fabricated on a substrate 
and (b) designed on CAD. 
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